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１．概要（Summary） 

標準の高密度ラジカル源(Standard high-density 
radical source; HDRS)に対する基礎特性を理解するた

め、窒素ラジカル原子密度に対するガス条件（流量・圧

力）および高周波伝送路の各種相関を調査し、ラジカル

源の高密度化・高効率化のための設計指針について検

討する。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
 真空紫外吸収分光計（原子ラジカルモニター） 
【実験方法】 

ラジカル源評価装置の軸方向へ HDRS 本体を取り付

け、HDRS オリフィス面（ラジカル供給孔）から 400mm 程

度下流のラジカル源評価装置中央域での窒素ラジカル

原子密度を RM により計測した。窒素ラジカル原子密度

計測においては、窒素ラジカル原子に対する VUV 光源

（大気圧ホロー陰極放電）からの 120nm近傍の共鳴吸収

特性より、窒素ラジカル原子密度を算出した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

窒素ラジカル原子密度の外部制御パラメータ依存性を

計測した。Fig.1 に窒素流量 6sccm における窒素ラジカ

ル原子密度の高周波投入電力依存性を示す。10-1Pa 以

下のプロセス空間のガス圧力域では窒素流量とともに窒

素ラジカル原子密度が増加し、高周波投入電力に対して

は窒素ラジカル原子密度が極大となる特性が確認された。

本特性から、窒素ラジカル原子密度の各種外部制御パラ

メータに対する最適条件が示唆される。上記診断と並行

して、高周波電源からラジカル源までの高周波伝送路の

最適化を検討しており、今後、上記ラジカル源の高効率

化および省電力化の他、基板サイズに対するラジカル源

のシリーズ化のための新しい製品開発へのフィードバック

を図る。 
 

 Fig.1 N-radical denities as a function of RF input    
 power. 
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